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Relatorio Descritivo da Patente de Invencao para "COMPOSI- 
QAO PARA REVESTIMENTO SENSfVEL A RADIAQAO UJttrPARA CHA- 
PAS DE IMPRESSAO LITOGRAFICA E SIMILARES"./^ 

Campo da Invencao 

A invencao refere-se a novas composicoes, sensfveis a radia- 
cao, apropriadas para revestimentos de substratos, particularmente de cha- 
pas de impressao litografica, filmes para prova de cor ou foto-resist ("image 
resist"). 

Fundamentos da Tecnica 

Composicoes usadas em chapas de impressao litografica sensf- 
veis ao calor sao bem conhecidas na tecnica. 

ComposicSes de revestimento para chapas litograficas compre- 
endendo urn complexo de resina fen6lica-revelador e urn composto que for- 
ma urn complexo com a resina fenolica foram ensinadas na tecnica. 

Uma outra composicao sensivel a radiacio UV existente na tec- 
nica compreeende pelo menos urn composto de 1 ,2-quinonediazida como 
componente sensivel a radiacao; urn polimero ou produto policondensado 
como ligante; urn agente tensoativo e urn produto de acido sih'cio. 

Outros processos e composicoes na area de litografia podem 
ser tambem encontrados na literatura existente sobre o assunto. 

E urn objetivo da presente invencao prover novas composicoes 
sensfveis a radiacao, especialmente adequadas para uso em chapas de im- 
pressao, em filmes para prova de cor e foto-resist ("image resist"). 

Urn outro objeto da presente invencao e constituido pelos pro- 
dutos manufaturados com o uso das composicoes sensfveis a radiacao da 
presente invencao. 

Urn outro objeto da presente invencao trata de urn processo 
para producao de chapas de impressao litograficas offset, filmes de prova 
de cor e produtos correlatos usando as novas composicoes da presente in- 
vencao. ' 

Trata-se ainda do uso das referidas composicoes para prepare- > 
cao dos produtos aqui citados. 
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Sum5rio da Invencao 

A nova composi^ao sensfvel a radia^ao da presente invencao 
compreende 1) um sistema aglutinante de polfmero duplo, 2) urn composto 
absorvedor de infravermelho, 3) um composto gerador de acido e, opcio- 

5 nalmente, 4) um acido estabilizador. 
Descricao Detalhada da Invencao 

As composigoes de revestimentos de substrates da presente in- 
vencao, sensiveis a radiagao, compreendem 1) um sistema aglutinante de 
polfmero duplo, 2) um composto absorvedor de infravermelho, 3) um com- 

10 posto gerador de acido e 4) um acido estabilizador. 
1. Sistema aglutinante de polfmero duplo 

O primeiro polfmero do sistema aglutinante e um produto de 
condensagao de fenol, o-clorofenol, o, m ou p-cresol, acido p-hidroxi ben- 
zoico, 2-naftol ou outro monomero monohidroxi aromatico com um aldefdo 

15 tais como formaldeldo, acetaldefdo, fural, benzaldefdo ou qualquer outro al- 
defdo alifatico ou aromatico. E preferivel que este tenha um peso molecular 
na faixa de 2.000 ate 80.000, mais preferivelmente na faixa de 4.000 ate 
40.000 e mais preferivelmente na faixa de 7.000 ate 20.000. 

O segundo polfmero do sistema e o produto de condensagao de 

20 catecol, resorcinol, hidroquinona, bisfenol A, bisfenol B, trihidroxibenzeno ou 
outro composto di- ou polihidroxi aromatico e analogos metilolados dos 
mesmos, com um aldefdo tal como formaldefdo, acetaldefdo, fural benzal- 
defdo ou qualquer outro aldefdo alifatico ou aromatico. E preferivel que este 
tenha um peso molecular na faixa de 150 ate 15.000, mais preferivelmente 

25 na faixa de 400 ate 10.000 e mais preferivelmente na faixa de 600 ate 
4.000. 

2) Composto absorvedor de infravermelho 

O absorvedor de infravermelho pode ser um corante ou material 
insoluvel tal como negro de fumo. Os corantes preferidos sao aqueles deri- 
30 • vados de classes que incluem - mas nao saoVestritos a - piridila, quinolinila, 
benzosazolila, tiazolila, benzotiazolila, oxazolila e selenazolila. O negro de > 
fumo e utilizado pelo fato de ser um absorvedor pancromatico e funciona 
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bem com fontes de energia no espetro total de infravermelho util para a 
aplica$ao de filmes de revestimento para formagao de imagem e e barato e 
facilmente disponivel. Esta regiao come$a no infravermelho proximo (nir) a 
750 nm e vai ate 1200 nm. A desvantagem do negro de fumo deve-se a in- 
5 capacidade de participar de uma diferenciagao de imagem. Os corantes, por 
outro lado, estao apenas comepando a surgir como produtos comerciais e 
sao muito onerosos. Eles devem ser selecionados com cuidado de modo 
que o A, max (lambda maximo) de absor?ao seja intimamente combinado com 
o comprimento de onda de saida do laser usado no dispositivo formador de 
10 imagem. Os corantes vantajosamente irao melhorar a diferenciapao entre as 
areas de imagem e sem imagem criadas quando o laser formar as imagens 
no meio que e empregado. 

3) Composto gerador de acido 

O composto gerador de acido e vantajosamente selecionado 
15 entre as varias classes de sais onio. Estes incluem - mas nao estao restritos 
a - sulfonio, sulfoxonio, arsonio, iodonio, diazonio, bromonio, selenonio e 
fosfonio. Geralmente, qualquer composto capaz de liberar um forte acido 
inorganico sobre o sal de onio que e decomposto pelo calor, sera funcional 
nesta composigao. O anion, que determina o acido livre liberado, inclui, mas 
20 nao e limitado a cloreto, bissulfato, hexafluoroantimonato, hexafluorofosfato, 
tetrafluoroborato metano sulfonato e mesitileno sulfonate Exemplos mais 
especificos incluem hexafluorfosfato de difeniliodonio, hexafluorfosfato de 3- 
metoxi-4-diazodifeni lamina. 

4) Acido estabilizador 

25 O composto acido estabilizador opcional e adicionado para me- 

lhorar o prazo de validade do meio revestido antes de ser transformado em 
imagem. Os acidos carboxflicos sao preferidos. Mais preferidos sao os aci- 
dos aromaticos. Exemplos de tais acidos sao acido benzoico e substitutos 
do mesmo e acido naftoico e substitutos do mesmo. 

30 * A composipao de revestimento 'e dissolvida em um solvente 

adequado (ou em solventes adequados). Exemplos de tais solventes inclu- > 
em, mas nao sao restritos a: 1-met6xi-2-etanol ( 1-met6xi-2-propanol ( aceto- 



na ( metil etil cetona, diisobutil cetona, metil isobutil cetona, n-propanol, iso- 
propanol, tetrahidrofurano, butirolactona e lactato de metila. 

Os componentes para revestimento podem ser adicionados a 
varios niveis de solido baseados na tecnica usada para aplicar o revesti- 
5 mento ao substrato que esta sendo revestido. Portanto, as razoes de com- 
ponentes podem ser as mesmas, porem as percentagens diferem. As faixas 
de percentagem inerente as quantidades de cada um dos componentes 
para revestimento serao aqui descritas como uma percentagem dos solidos 
totais. 

-10 A composi$ao pode ser aplicada a diferentes substratos para 

diferentes finalidades. Essencialmente, pode ser usada para produ?ao de 
chapas de impressao litografica e em filmes para prova de cor ou foto-resist 
("image resist"). 

Se aplicada a uma superffcie de alumfnio texturada e anodiza- 
15 da, o produto revestido pode ser usado como uma chapa de impressao lito- 
grafica ou de impressao offset. Se a composi?ao for aplicada em um supor- 
te, por exemplo de poliester, ela pode ser vantajosamente usada como um 
filme para prova de cor. Outros substratos apropriados para aplicagao nessa 
area sao bem conhecidos na tecnica. 
20 Quando usada para a produfao de uma chapa de impressao, a 

composipao e primariamente sensivel a energia na regiao do infravermelho 
(IR). Nao ha essencialmente sensibilidade na regiao visfvel do espectro. No 
entanto, dependendo do absorvedor infravermelho especifico selecionado, a 
composigao pode ter caracterfsticas de resposta na regiao ultravioleta (UV). 
25 Isto fornece a vantagem adicional de a composigao ser sensivel tanto a IR 
como a UV. 

Com rela$ao ao processamento das chapas de impressao, as 
chapas de impressao sao, de preferencia, colocadas sobre um dispositivo 
para receber radiagao e formar imagem. Esses dispositivos formadores de 
30" imagem podem funcionar em qualquer comprimento de onda. Presente- 
mente ha dois comprimentos de onda comumente empregados. Um sistema > 
de diodos a laser que emitem a 830 nm e comercialmente disponfvel. Esse 
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dispositivo e fabricado e vendido por Creo, Vancouver, Canada. Um laser 
YAG funcionando a 1064 nm, fabricado e vendido por G rber, uma divisao 
de Barco, Gent, Belgica - tambem esta no mercado. Cada comprimento de 
onda tern suas prbprias vantagens e desvantagens. Ambos, no entanto, sao 
capazes de produzir imagens aceitaveis segundo o modo ou maneira de 
producao especffico usado. Informacao digitalizada e entao usada para mo- 
dular a potencia proveniente do laser. 

A energia e dirigida a superficie da chapa onde ocorre um me- 
canismo de transferencia de energia. No revestimento, o corante a laser ou 
o meio absorvedor de infravermelho absorve a energia emitida pelo laser e 
libera esta energia como calor. Este calor por sua vez causa a degradacao 
do gerador de acido contido no revestimento, o que resulta na liberacao de 
um acido forte. Este acido por sua vez faz com que ocorra a reacao entre os 
polimeros. A reacao pode ser uma reacao foto-endurecedora que torna esta 
uma abordagem "escrever a area de imagem" ("write-the-image"). Neste 
processo, a a area atingida pela energia se torna a imagem enquanto que o 
resto do revestimento e removido no processo de revelacao. Por outro lado, 
se a reacao provocar uma foto-solubilizacao, esta e uma abordagem deno- 
minada de "escrever a area de fundo da imagem" ("write-the-background"). 
Neste caso, a parte do revestimento atingida pela energia e removida no 
processo de revelacao e a area nao afetada se torna a imagem. 

Dependendo do comprimento de onda usado para formacao de 
imagem e da composicao especi'fica, a energia fomecida pelo laser pode 
ser suficiente para iniciar adequadamente a reacao e leva-la a ficar com- 
plete. Quando a energia nao for suficiente, e necessaria energia adicional, 
que e tipicamente aplicada na forma de uma etapa de pre-aquecimento. O 
preaquecimento pode ser realizado fazendo-se passar a chapa atraves de 
uma estufa apos a formacao da imagem e antes de sua revelacao. A tempe- 
rature fica tipicamente na faixa de 80° ate 150°C Uma temperature mais 
comum e aproximadamente 110OC. O tempo 'necessario de p rmanencia na 
referida temperature fica usualmente entre 30 e 200 segundos, mais comu- 
mente, em torno de 1 minuto. 
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Por ajuste da formula$ao, tambem pode se usar a etapa de 
aquecimento para fazer com que a imagem se reverta. Por exemplo, uma 
chapa na qual se formou imagem no modo "escrever a area de fundo da 
imagem" ("write-the-background") seria de se esperar que tivesse o revesti- 
5 mento fosse removido do suporte ("background") quando processada, como 
aconteceria no processamento de uma chapa positiva. Quando aquecida, e 
possfvel fazer com que a imagem se reverta de forma tal que a area exposta 
a radia$ao laser e agora aquecida se torne a imagem. Portanto, a parte do 
revestimento exposta a radiagao laser se torna a imagem quando aquecida, 

10 enquanto que parte do revestimento nao exposta a radia?ao laser se torna 
soluvel na revela$ao. A capacidade de se provocar esta reversao e determi- 
nada pela propor$ao dos dois polimeros usados. 

As composites de revestimento descritas sao reveladas usan- 
do-se uma composigao reveladora, que usualmente e completamente aquo- 

15 sa e tern urn alto pH. Os reveladores tipicamente usados para chapas positi- 
vas sao os mais empregados. O revelador tira vantagem da diferencia?ao 
criada com a exposigao para remover o revestimento da area de fundo da 
imagem ("backgroud coating") e permitir que a imagem permanega. Neste 
ponto a imagem e capaz de algum desempenho na maquina de impressao, 

20 particularmente se o numero necessario de impressoes for baixo. Para au- 
mentar o desempenho, o revestimento deve ser submetido a cura por calor. 
A etapa de cura completa a reticulapao dos polimeros e resulta em uma 
imagem capaz de fornecer milhares de vezes mais imagens do que sem 
cura. A faixa de temperatura e desde aproximadamente 180° ate 260°C. 

25 Mais comumente e usada 230°C. O tempo nesta etapa fica usualmente na 
faixa de 1 a 10 minutos. Mais comumente usa-se 4-6 minutos. A cura e ha- 
bitualmente realizada em uma estufa transportadora tais como aquelas co- 
mercializadas por Wisconsin Oven. 

Composigoes tfpicas no ambito da invengao sao como segue: 
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1 Mod de escrev r a drea de nao imagem (write -the - 
background) 

aglutinante de polimero duplo, 

* polifenolico 50-95% 
5 * polihfdrico 5.0-40% 

absorvedor de infravermelho, 0. 1-12% 

gerador de acido 0. 1 -12% 

acido estabilizador (opcional) 0. 1 -1 0% 

2. Modo de escrever a drea de imagem (write - the - image) 
10 aglutinante de polimero duplo, 

* polifen6Iico 5-95% 

* polihfdrico 10-90% 
absorvedor de infravermelho. 0. 1 -1 2% 
gerador de acido 0. 1 -1 5% 

15 acido estabilizador (opcional) 0.1-10% 

Composi56es mais particulars no ambito da presente invencpao 

incluem: 

1A Modo de escrever a area de nao imagem (write -the - 
background) 

20 coMPOsigAo a composiqao 

B 

aglutinante de polimero duplo, 

* polifen6lico 50-90% 60-95% 

* polihfdrico 5-35% 1 0-40% 
25 absorvedor de infravermelho, 0,5-1 2% 0. 1 -1 0% 

gerador de acido 0 t 5-1 2% 0. 1 -1 0% 

acido estabilizador 0, 1 -10% 0. 1 -1 0% 

2A. modo de de escrever a drea de imagem (write - the - 

r . image) 



> 
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COMPOSIQAOA' COMPOSIQAO B v 

aglutinant de polimero duplo, 

* polifenolico 5-40% 60-95% 

* poiihfdrico 40-90% 1 0-40% 
5 absorvedor de infravermelho, 0,5-1 2%. 0. 1 -1 0% 

gerador de acido 1.0-1 5% 0. 1 -1 0% 

acido estabilizador 0, 1 -1 0% 0. 1 -1 0% 

Para o modo de reagao " escrever a area de nao imagem" 
('Write-the-background"), segundo uma concretizagao mais especffica e 

10 particular da ionven^ao, o polimero polifenolico (primeiro polimero) e de 
preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 50% ate aproxima- 
damente 90%. Mais preferivelmente desde aproximadamente 55% ate apro- 
ximadamente 80% e mais preferivelmente desde aproximadamente 60% ate 
aproximadamente 75%. O polimero poiihfdrico (segundo polimero) e usado 

15 de preferencia na faixa de desde aproximadamente 5% ate aproximada- 
mente 35%. Mais preferida e desde aproximadamente 8% ate aproximada- 
mente 25% e mais preferida e desde aproximadamente 10% ate aproxima- 
damente 18%. O composto absorvedor de infravermelho e de preferencia 
usado na faixa de desde aproximadamente 0,5% ate aproximadamente 

20 12%. Mais preferivelmente e desde aproximadamente 1% ate aproximada- 
mente 1 0% e mais preferivelmente e desde aproximadamente 2% ate apro- 
ximadamente 7%. O composto gerador de fotoacido e de preferencia usado 
na faixa de desde aproximadamente 0,5% ate aproximadamente 12%. Mais 
preferivelmente § desde aproximadamente 1% ate aproximadamente 10% e 

25 mais preferivelmente e desde aproximadamente 2% ate aproximadamente 
7%. O acido estabilizador (componente opcional) e de preferencia usado na 
faixa de desde aproximadamente 0,1% ate aproximadamente 10%. Mais 
preferivelmente desde aproximadamente 0,5% ate aproximadamente 7% e 
mais preferivelmente desde aproximadamente 1% ate aproximadamente 5%. 

30" Para a abordagem "escrever a ' area de imagem" ( M write-the- 

image"), segundo uma concretizagao mais especifica e particular da ionven- > 
pao, o polimero polifenolico (primeiro polimero) e de preferencia usado na 
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faixa d desde aproximadamente 5% ate aproximadamente 40%. Mais pr - 
ferida e desde aproximadamente 10% ate aproximadamente 35% e mais 
preferida e desde aproximadamente 15% ate aproximadamente 30%. O po- 
limero polihidrico (segundo polimero) e de preferencia usado na faixa de 
5 desde aproximadamente 40% ate aproximadamente 90%. Mais preferida e 
desde aproximadamente 45% ate aproximadamente 80% e mais preferida e 
desde aproximadamente 50% ate aproximadamente 70%. O composto ab- 
sorvedor infravermelho e de preferencia usado na faixa de desde aproxima- 
damente 0,5% ate aproximadamente 12%. Mais preferivelmente e desde 

10 aproximadamente 1% ate aproximadamente 10% e mais preferivelmente e 
desde aproximadamente 2% ate aproximadamente 7%. O composto gerador 
de fotoacido e de preferencia usado na faixa de desde aproximadamente 
1% ate aproximadamente 15%. Mais preferivelmente e desde aproximada- 
mente 2% ate aproximadamente 12% e mais preferivelmente e desde apro- 

15 ximadamente 4% ate aproximadamente 10%. O composto acido estabiliza- 
dor (componente opcional) e de preferencia usado na faixa de desde apro- 
ximadamente 0,1% ate aproximadamente 10%. Mais preferivelmente desde 
aproximadamente 0,5% ate aproximadamente 7% e mais preferivelmente e 
desde aproximadamente 1% ate aproximadamente 5%. 

20 Os componentes para revestimento sao dissolvidos no sistema 

solvente desejado. A solufao de revestimento e aplicada ao substrato es- 
colhido. O revestimento e aplicado de modo a se ter urn peso de revesti- 
mento seco na faixa de desde aproximadamente 1,5 g/m 2 ate aproximada- 
mente 3,0 g/m 2 . Mais preferido e desde aproximadamente 1,8 g/m 2 ate 

25 aproximadamente 2,7 g/m 2 e mais preferido e desde aproximadamente 2,0 
g/m 2 ate aproximadamente 2,5 g/m 2 . O revestimento e seco sob condipoes 
que removerao com eficacia todo o solvente, porem nao tao agressivo de 
modo a causar alguma degradagao do gerador de acido de rea^ao dos po- 
ll meros com eles mesmos ou urn com o outro. 

30 ' Os exemplos - nao limitativos - a seguir ilustram a inven^o: 
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Exemplo 1 

Foi preparada uma solupao para revestimento dissolvendo 6,6 g 
de Bakelite 744 (uma resina novolaca vendida por Bakelite), 13,4 g de resi- 
na HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Schenectady), 1,0 g de 

5 corante para laser 830A (vendido por ADS, Montreal, Canada), 1,6 g de he- 
xafluorofosfato de difenil iodonio e 0,4 g de acido naftoico em 58 g de 1- 
metoxi-2-propanol em 19 g de metil etil cetona. Urn substrato de alumfnio 
que foi entao desengordurado, granitado eletroquimicamente, anodizado e 
tornado hidrofilico com urn tratamento com acido polivinil fosfdnico, como e 

10 bem conhecido por urn perito na tecnica, foi revestido com a composigao 
acima. Quando seca apropriadamente, a chapa foi colocada sobre urn dis- 
positivo formador de imagem Creo Trendsetter, e realizada a forma?ao de 
imagem no modo "escrever a area de imagem" usando 200 mJ/cm 2 de 
energia a 830 nm. A chapa foi revelada por meio de uma maquina de pro- 

15 cessamento que estava carregada com revelador IBF-PD positivo. Obser- 
vou-se que a chapa revelada tinha uma imagem positiva muito forte com 
boa resolu^o. Baseado em uma escala UGRA, as microlinhas foram 8/10 e 
a resolu^ao de ponto em meio torn 2 - 98. Sob condigoes padronizadas de 
impressao, foi observado que a chapa imprimiu aproximadamente 20.000 

20 boas copias. 

Exemplo 2 

Foi preparada uma outra chapa como descrito no Exemplo 1 ex- 
ceto que apos a forma^o de imagem e antes da revelagao, foi dado a cha- 
pa urn tratamento termico durante urn minuto a 1 10°C. A chapa foi revelada 

25 similarmente em revelador positivo. De novo foi observada uma imagem po- 
sitiva. Foi observado que a imagem era mais intensa. A resolu^ao em micro- 
linha foi 4/6 e a resolufao de ponto em meio torn era 0,5 - 99,5. Sob condi- 
goes padronizadas da impressao, foi observado que a chapa imprimiu apro- 
ximadamente 70.000 boas copias. 

30 Exemplo 3 / 

Foi preparada uma outra chapa exatamente como descrito no > 
Exemplo 2. Apos revelagao, a chapa foi submetida a cura por calor durante 
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cinco minutos a 230°C. Sob condicoes padronizadas d impressao foi ob- 
servado que a chapa imprimiu aproximadamente 20.000 boas copias. 
Exemplo 4 

Foi preparada uma solucao para revestimento dissolvendo 13,6 
g de Bakelite 744 (uma resina novolaca vendida por Bakelite), 3,0 g de resi- 
na HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Schenectady), 2,4 g de 
negro de fumo, 0,6 g de hexafluorofosfato de 3-met6xi-4-diazodifenilamina e 
0,4 g de acido benzoico em 81,6 g de 1-met6xi-2-propanol em 20 g de metil 
etil cetona. Urn substrata de alurmnio que foi desengordurado, granulado 
eletroquimicamente, anodizado e tornado hidrofflico com urn tratamento com 
acido polivinil fosfonico, como e bem conhecido por urn perito na tecnica, e 
revestido com a composicao acima. Quando seca apropriadamente, a chapa 
foi colocada sobre urn dispositivo formador de imagem Creo Trendsetter. 
Realizou-se a formacao de imagem no modo "escrever a area de fundo da 
imagem" usando 200 mJ/cm 2 de energia a 830 nm. A chapa e revelada por 
meio de uma maquina de processamento que estava carregada com revela- 
dor IBF-PD positive Observou-se que a chapa revelada tern uma imagem 
revertida. A parte do revestimento em que foi formada a imagem e agora a 
area de nao imagem. A resolucao da imagem foi entretanto muito boa. Ba- 
seado em uma escala UGRA, as microlinhas foram 10/8 e a resolucao de 
ponto em meio torn 2 - 98. Sob condicoes padronizadas de impressao foi 
observado que a chapa imprimiu aproximadamente 25.000 boas copias. 
Exemplo 5 

Foi preparada uma outra chapa como descrito no Exemplo 4 ex- 
ceto que apos a formacao de imagem e antes da revelacao, foi dado a cha- 
pa urn tratamento termico durante urn minuto a 110°C. A chapa foi revelada 
similarmente em revelador positive Desta vez foi observada uma imagem 
positiva. o aquecimento fez com que a imagem ficasse revertida. Foi obser- 
vado que a imagem era mais intensa e tinha melhor resolucao do que a 
contraparte revertida. A resolucao em micrcfonha foi 4/6 e a resolucao de 
ponto em meio torn 0,5 - 99. Sob condicoes padronizadas da impressao 7oi > 
observado que a chapa imprimiu aproximadamente 95.000 boas copias. 
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Exemplo 6 

Foi preparada uma outra chapa exatamente como descrito no 
Exemplo 5. Apos revela$ao, a chapa foi submetida a cura por calor durante 
cinco minutos a 230°C. Sob condigoes padronizadas de impressao foi ob- 
5 servado que a chapa imprimiu aproximadamente 3.400.000 boas copias. 

Exemplo 7 

Foi preparada uma solupao para revestimento dissolvendo 17 g 
de Bakelite 744 (uma resina novolaca vendida por Bakelite), 3,8g de resina 
HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Schenectady), 1,0 g de ne- 

10 gro de fumo e 0,8 g de 3- metoxi-4diazo-2-difeni lamina hexafluorfosfato, em 
58,6 g de 1 -metoxi-2-propanol em 19,2 g de metil etil cetona. Urn substrato 
de aluminio que foi entao desengordurado, granitado eletroquimicamente, 
anodizado e tornando hidrofflico com urn tratamento com acido polivinil fos- 
fonico, como e bem conhecido por urn perito na tecnica, foi revestido com a 

15 composipao acima. Quando seca apropriadamente, a chapa foi colocada 
sobre um dispositivo formador de imagem Crecent 30 e realizada a forma- 
gao de imagem no modo "escrever a area de imagem" usando 275 mJ/cm2 
de energia a 1064 nm. A chapa foi revelada por meio de uma maquina de 
processamento que estava carregada com revelador IBF-PD positive Ob- 

20 servou-se que a chapa revelada tinha uma imagem positiva muito forte com 
boa resolupao. Baseado em uma escala UGRA, as microlinhas foram de 
6/1 0 e a resolufao de ponto em meio torn 1 - 98. Sob condigoes padroniza- 
das de impressao, foi observado que a chapa imprimiu aproximadamente 
23.000 boas copias. 

25 Exemplo 8 

Foi preparada uma outra chapa como descrito no exemplo 7 ex- 
ceto que apos a formagao de imagem e antes da revelagao, foi dado a cha- 
pa um tratamento termico durante um minuto a 1 10 0 C. A chapa foi revela- 
da similarmente em revelador positivo. De novo foi observada uma imagem 

30 positiva. Foi observado que a imagem era mais intensa. A resolugao em mi- 
crolinhas foi 4/6 e a resolu$ao de ponto em meio torn 0,5 - 99,5. Sob condi- > 
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goes padronizadas da impressao, foi observado que a chapa imprimiu apro- 
ximadamente 85.000 boas copias. 
Exemplo 9 

Foi preparada uma outra exatamente como descrito no exemplo 
8. Apos revelacao, a chapa foi submetida a cura por calor durante cinco mi- 
nutos a 230 oC. Sob condicoes padronizadas de impressao, foi observado 
que a chapa imprimiu aproximadamente 2.350.000 boas impressoes. 

Exemplo 10 

Foi preparada uma solucio para revestimento dissolvendo 15,8 
g de Bakelite 744 (uma resina novolaca vendida por Bakelite), 5,0 g de resi- 
na HRJ 11482 (uma resina polihidrica vendida por Shenectady), 1,6 g de 
negro de fumo, 0,2 g de urn corante laser 1060 A (fabricado e vendido por 
ADS) e 0,6 gr de difeniliodonio hexafluorfosfato, sao dissolvidos em 81,6 de 
1-met6xi-2-propanol em 20 g de metil etil cetona. Urn substrato de alumfnio 
que foi desengordurado, granulado eletroquimicamente, anodizado e torna- 
do hidrofilico com um tratamento com acido polivinil forfonico, como e bem 
conhecido por um perito na tecnica, foi revestido com a composicao acima. 
Quando seca apropriadamente, a chapa foi colocada sobre um formador de 
imagem Crescent 30. Realizou-se a formacao de imagem no modo "escrever 
a area de fundo da imagem" usando 275 mJ/cm2 de energia a 1 064 nm. A 
chapa foi revelada por meio de uma maquina de processamento que estava 
carregada com revelador IBF-PD positivo. Observou-se que a chapa revela- 
da tinha uma imagem revertida. A parte do revestimento em que foi formada 
a imagem e agora a area de nao imagem. A resolucao da imagem foi entre- 
tanto muito boa. Baseado em uma escala UGRA, as microlinhas foram 10/6 
e a resolucao de ponto em meio torn 2 - 98. Sob condicoes padronizadas de 
impressao, foi observado que a chapa imprimiu aproximadamente 20.000 
boas impressoes. 

Exemplo 1 1 

Foi preparada uma outra chapa como descrito no exemplo 10 
exceto que apos a formacao de imagem e antes da revelacao, foi dado" a 
chapa um tratamento termico durante um minuto a 110 o C. A chapa foi re- 
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velada similarmente em revelador positive Desta vez foi obs rvada uma 
imagem positiva. 0 aquecimento fez com que a imagem ficasse revertida. 
Foi observado que a imagem era mais intensa e tinha melhor resolujao do 
que a contraparte revertida. A resolupao em microlinhas foi 4/8 e a resolu- 
gao de ponto em meio torn foi 1 * 99. Sob condi^oes padronizadas de im- 
pressao, foi observado que a chapa imprimiu aproximadamente 80.000 boas 
impressoes. 

Exemolo 12 

Foi preparada uma outra chapa exatamente como descrito no 
exemplo 1 1 . Apos revela?ao, a chapa foi submetida a cura por calor durante 
cinco minutos a 230 o C. Sob condigoes padronizadas de impressao, foi ob- 
servado que a chapa imprimiu aproximadamente 2.800.000 boas impres- 
soes. 




REIVINDICAQOES 

1 . Composigao sensiv I a radiafao, caracterizada pelo fato de 
compreender: 1) um sistema aglutinante de polimero duplo, 2) urn composto 
absorvedor de infravermelho, 3) um composto gerador de acido e 4), opcio- 

5 nalmente, um acido estabilizador. 

2. Composipao de acordo com a reivindicagao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o sistema aglutinante de polimero duplo compreende um 
primeiro polimero formado de um produto de condensagao de fenol, o- 
clorofenol, o, m ou p-cresol, acido p-hidroxi benzoico, 2-naftol ou outro mo- 

10 nomero monohidroxi aromatico com um aldeido tal como formaldefdo, ace- 
taldeido, fural, benzaldefdo ou qualquer outro aldeido alifatico ou aromatico; 

e um segundo polimero formado de um produto de condensapao 
de catecol, resorcinol, hidroquinona, bisfenol A, bisfenol B t trihidroxibenzeno 
ou outro composto di- ou polihidroxi aromatico e analogos metilolados dos 

15 mesmos, com um aldeido tal como formaldefdo, acetaldeido, fural benzal- 
defdo ou qualquer outro aldeido alifatico ou aromatico. 

3. Composi^ao de acordo com a reivindica^ao 1, caracterizada 
pelo fato de que o primeiro polimero tern um peso molecular na faixa de 
2.000 ate 80.000, mais preferivelmente na faixa de 4.000 ate 40.000 e mais 

20 preferivelmente na faixa de 7.000 ate 20.000 e o segundo polimero tern um 
peso molecular na faixa de 150 ate 15.000, mais preferivelmente na faixa de 
400 ate 10.000 e mais preferivelmente na faixa de 600 ate 4.000. 

4. Composipao de acordo com a reivindica$ao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o composto absorvedor de infravermelho e um corante ou 

25 material insoluvel tal como negro de fumo. 

5. Composisao de acordo com a reivindicasao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o composto absorvedor de infravermelho e preferentemente 
constituido por corantes derivados de classes que incluem piridila, quinoli- 

„. nila, benzosazolila, tiazolila, benzotiazolila, oxazolila e selenazolila. 
30 6. Composi$ao de acordo com a'reivindicapao 5, caracterizada 

pelo fato de que o composto gerador de acido e um sal onio. 

7. Composigao de acordo com a reivindicagao 6, caracterizada 
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pelo fato de que o sal onio compreende sulfdnio, sulfoxonio, ar- 
sonio, iodonio, diazonio, bromonio, selenonio e fosfonio. 

8. Composigao de acordo com a reivindica$ao 6 ou 7, caracteri- 
zada pelo fato de que o anion, que determina o acido livre liberado, inclui 

5 cloreto, bissulfato, hexafluoroantimonato, hexafluorofosfato, tetrafluorobo- 
rato metano sulfonato e mesitileno sulfonato. 

9. Composigao de acordo com a reivindicagao 6 ou 7, caracteri- 
zada pelo fato de que o sal onio e hexafluorfosfato de difeniliodonio ou he- 
xafluorfosfato de 3-met6xi-4-diazodifenilamina. 

10 10. Composigao de acordo com a reivindicagao 1, caracterizada 

pelo fato de que o acido estabilizador e urn acido carboxilico. 

1 1 . Composigao de acordo com a reivindicapao 1 0, caracteriza- 
da pelo fato de que o acido estabilizador e urn acido carboxilico aromatico. 

12. Composi?ao de acordo com a reivindica^ao 11, caracteriza- 
15 da pelo fato de que o acido estabilizador e urn acido benzoico ou urn seu 

substituto ou um acido naftoico ou urn seu substitute 

13. Composi9ao de acordo com qualquer uma das reivindica- 
?6es precedentes, caracterizada pelo fato de ser para revestimentos de 
substratos, particularmente de chapas de impressao litografica e em filmes 

20 para prova de cor ou foto-resist. 

14. Composi$ao de acordo com qualquer uma das reivindica- 
goes precedentes, caracterizada pelo fato de ser aplicada a uma chapa de 
impressao litografica e de a referida chapa ser submetida a um tratamento 
termico apos a formagao de imagem e antes da revelapao. 

25 15. Composigao de acordo com qualquer uma das reivindica- 

goes precedentes, caracterizada pelo fato de ser aplicada a uma chapa de 
impressao litografica e de a referida chapa ser submetida a uma cura apos a 
revela$ao. 

16. Composipao de acordo com qualquer uma das reivindica- 
30 9oes precedentes, caracterizada pelo fato de ser dissolvida em um sistema 
solvente apropriado. > 
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17. Composigao de acordo com qualquer uma das revindica- 
tes pr cedentes caracterizada pelo fato de ser aplicada para prover um 
revestimento tendo um peso seco na faixa de 1 .5 g/m 2 a 3.0 g/m 2 . 

18. Composipao de acordo com qualquer uma das reivindica- 
5 goes precedentes caracterizada pelo fato de ser aplicada para prover um 

revestimento sobre um substrato de alumfnio texturado a e anodizado ou 
sobre um substrato de poliester. 

19. Composipao, caracterizada pelo fato de ser como descrita 
no relatorio descritivo e exemplos. 

10 20. Composipao de acordo com qualquer uma das reivindica- 

foes precedentes caracterizada pelo fato de compreender para uso segun- 
do o modo de escrever a area de nao imagem (write-the-background) e se- 
gundo modo de escrever a area de imagem (write-the-image): 
1_. modo de escrever a area de nao imagem 

15 aglutinante de polimero duplo, 

* polifenolico 50-95% 

* polihidrico 5.0-40% 
absorvedor de infravermelho, 0. 1 -1 2% 
gerador de acido 0. 1 -1 2% 

20 acido estabilizador (opcional) 0.1-10% ; ou 

2. modo de escrever a drea de imagem 
aglutinante de polimero duplo, 

* polifenolico 5-95% 

* polihidrico 1 0-90% 
25 absorvedor de infravermelho. 0. 1 -1 2% 

gerador de acido 0. 1 -1 5% 

acido estabilizador (opcional) 0. 1 -1 0% 

21. Composi$ao de acordo com qualquer uma das reivindica- 
f poes precedentes caracterizada pelo fato de compreender para uso segun- 
30 do o modo de escrever a area de nao imagem (write-the-background) e se- 
gundo modo de escrever a area de imagem (write-th -image): 



1A. modo de escr ver a area de nao imagem: 

cowiPOSigAo a composiqao b 

aglutinante de polimero duplo, 

* polifenolico 50-90% 60-95% 
5 *polihidrico 5-35% 10-40% 

absorvedor de infravermelho, 0,5-1 2% 0. 1 -1 0% 

gerador de acido 0,5-12% 0.1-10% 

acido estabilizador 0,1-10% 0.1-10% 

2A. modo de escrever a area de imagem (write - the - image) 
10 COMPOSigAO A' COMPOSIQAO B' 

aglutinante de polimero duplo, 

* polifenolico 5-40% 60-95% 

* polihidrico 40-90% 1 0-40% 
absorvedor de infravermelho, 0,5-12%. 0.1-10% 

15 gerador de acido 1.0-15% 0.1-10% 

acido estabilizador 0, 1 -1 0% 0. 1 -1 0% 

22. Uso de uma composiqao sensivel a radiaqao como definida 
em qualquer uma das reivindicaqoes 1 a 21, caracterizado pelo fato de ser 
para revestimentos de substratos, particularmente de chapas de impressao 

20 litografica e em aplicaqoes de filmes para prova de cor ou foto-resist. 

23. Chapa de impressao litografica, caracterizada pelo fato de 
compreender um revestimento preparado de uma composiqao segundo 
qualquer uma das reivindicaqoes 1-21. 

24. Processo de impressao ou revelaqao de imagem caracteri- 
25 zado pelo fato de compreender o uso de uma composiqao definida em qual- 
quer uma das reivindicaqoes 1-21, para formaqao de um revestimento sobre 
um suporte e revelaqao da imagem a partir do suporte revestido com a refe- 
rida composiqao. 

25. Processo de impressao ou revelaqao de imagem caracteri- 
30 zado pelo fato de ser como descrito no relatorio descritivo e exemplos. 



RESUMO 

Patent d lnven$ao: "COMPOSIQAO PARA REVESTIMENTO SENS1VEL 
A RADIAQAO UTIL PARA CHAPAS DE IMPRESSAO LITOGRAFICA E Sl- 
MILARES". 

5 Trata-se de uma composifao, que e primariamente sensivel a 

energia na regiao do infravermelho proximo e do infravermelho e que com- 
preende sistema duplo de polfmero, urn material absorvedor infravermelho 
que absorve no comprimento de onda desejado, urn composto gerador de 
acido e um composto estabilizador de acido. A composigao pode ser aplica- 
10 da ao substrato apropriado e util para prover chapas de impressao litografi- 
ca em offset, filme para prova de cor ou foto-resist. 
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